Solution for researching

Célula Eletroquimica Quadrada De Ptfe Para Processamento De
Wafer De Silicio E Resisténcia Ao Acido Fluidrico Em Pesquisa

De Semicondutores E Novas Energias
Numero do item: PL-CP151

introducao

Esta célula eletroquimica quadrada de PTFE de
alta pureza oferece excepcional resisténcia ao

\ ) acido fluidrico para processamento de wafer de

\ silicio nos setores de semicondutores e novas
‘ energias, com dimensdes totalmente
‘ personalizdveis e engenharia sob rigorosa

medida para atender aos requisitos especificos
exigentes de pesquisa laboratorial e producao

industrial.

Saiba mais

rlEee Beneficio Principal

Corrosao de Wafer de Utilizado para a remocao controlada de camadas de materiais de wafers de silicio
Semicondutor usando reagentes a base de HF.

. B Teste e otimizagdo da eficiéncia eletroquimica de camadas e revestimentos de
Pesquisa Fotovoltaica . N .
células solares a base de silicio.

Teste de Bateria de ion de Contencéo de eletrélitos corrosivos para analise de desempenho de anodos e
Litio catodos em novos dispositivos de armazenamento de energia.

R " Recipiente especializado para a fabricagdo de Sistemas Microeletromecéanicos que

Nano-fabricacdo & MEMS P P L P ¢ 4
requerem banhos quimicos de alta pureza.

Processos de Deposicao de metais em substratos de semicondutores ou componentes

Eletrodeposicao relacionados a energia em banhos &cidos ou alcalinos.

Estudo da durabilidade de materiais em ambientes altamente agressivos, como

Ciéncia da Corrosao e
aqueles encontrados no processamento quimico.

Especificacdao Detalhes para PL-CP151

Nimero do Item do

PL-CP151

Produto CRS

Material Principal PTFE de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)
Configuracao do Tanque Tanque Monolitico Quadrado / Retangular

Compatibilidade Quimica  Acido Fluidrico, Agua Régia, Acido Sulfurico, Alcalis Fortes, Solventes Organicos

Compatibilidade com

2 Wafers de Silicio (Personalizével para 2", 4", 6", 8", 12" ou tamanhos sob medida)
Substratos
Faixa d(:z Temperatura de 200°C a +260°C
Operacgao
" . o Dimensdes sob medida, espessura de parede e colocacao de portas conforme
Opcoes de Personalizacao .

desenhos do cliente

Processo de Fabricacdo Usinagem CNC de Preciséo (Pontas a Ponta)

Zero degradacao do material e contencao precisa de acidos
agressivos.

Distribuicdo uniforme de campo em substratos quadrados
de grande formato.

Inércia completa contra quimicas avangadas de baterias e
sais de eletrdlitos.

Prevengdo de contaminagao por metais trago durante
etapas criticas de processamento.

Resisténcia a niveis extremos de pH e altas densidades de
corrente durante as operagdes de deposigao.

Contengdo confidvel que supera o vidro e polimeros padrao
em exposicdo de longo prazo.

info@kindle-tech.com | https://kintek-solution.com



https://pt.kintek-solution.com/products/square-ptfe-electrochemical-cell-for-silicon-wafer-processing-and-hydrofluoric-acid-resistance-in-semiconductor-and-new-energy-research?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintek-solution.com?utm_source=pdf

NI NTENK

Solution for researching

Componentes de Vedacdo Tampas opcionais de PFA/PTFE, juntas de FKM/PTFE e conexdes de PFA

Acabamento Interno Superficie ultra-lisa e de baixa porosidade para minimizar o acimulo de residuos
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